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Vynélez se tyka zatizeni k fotografické
expozici presnych transparentnich nebo od-
- raznych stupiiovych etalonu, uréenych k na-
stavovani nebo sefizovani denzitometrickych
pristroju. : :
Dosavadni zaffzeni pro zpracovani etalo-
novych vzorkd optickych hustot, bud na
transparentnich filmovych materidlech nebo
na odraznych fotografickych papirech, umo#-
hovaly vytvorit bud pouze jednotlivé plosky
k sestaveni vicestuptiového klinu nebo po-
moci souctové expozice Fadu navazujicich Se-
dych ploch, které se zvlas§té ve vysokych
hustotach tézko od sebe p#i zaloZeni do den-
zitometru rozliuji. Vhodné&j§ tvar stupnio-
vého klinu je mozné vytvorit aplikaci masko-
vacich metod, pouZivanych pro kontaktni
expozice v pneumatickém ramedku se zakli-
dacimi koliky, odpovidajicimi dérovacimu za-
Fizeni pro listovy fotograficky nebo filmovy
materidl. Zndmé zpusoby maskovani, které
by umoinily rozd&lit $edy klin na jednotlivé
oddélené plogky rtznych hustot a doplnéni
0 jejich ¢iselné nebo jiné ozradeni, spocivaji
v kontaktni expozici pres &ird mista kontrast-
ni masky. Vysoké poZadavky na rovnomér-
-nost a ¢Cistotu v jednotlivych polich Sedého
etalonu jsou v8ak pomoci filmovych masék
obtiZné splnitelné vzhledem k zivadim
- emulzni vrstvy, nahodilym nedistotdm mezi
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exponovanym materidlem, maskou a sklem
pneumatického kopirovactho rdmu a zejména
pak vzhledem .k vyskytu rudivych interfe-
rencnich krouzkd mezi sklem a expoziéni mas-
kou. :

Nevyhody dosud pouZivanych klasickych
filmovych masek odstraituje zatrizeni k foto-
grafickému zpracovéni _etalont Sedi pomoci
dil¢ich expozi¢nich masek, orientovanych sys-
témem dér na zaklddaci koliky pneumatické-
ho kopirovactho rému, jehoz podstatou je,
Ze diléi expozi¢ni maska pro jednotlivd hus-
totni pole etalonu je vytvorena z tenkych
planZet s prichozimi otvory, umisténych mezi
svétlocitlivou vrstvou fotografického mate-
ridlu a pritlaénym sklem pneumatického ko-
pirovaciho ramu. '

Zatizeni zarutuje vysokou &istotu jednot-
livych poli etalonu, pti¢em? zcela odstrafiuje
vznik interferenénich krou¥kii. Dalsi expozi¢-
ni masky, kterymi se dodatec¢nd kopiruji po- -
tfebné identifika¢ni udaje, jsou vytvoreny
b&Znym zplisobem jako fotografické kontrast-
nf masky, rozmérové vézané na zakladni mas-
ku tvotenou pomoci planzets.

Schema zatizeni k zpracovani etalonti Sedi
pomoci sloZené masky je uvedeno v piiloZe~
mém obr. la v Fezd, obr. 1b v narysu, ptiklad-
né usporddani etalonti na obr. 2 a to obr. 2a -
sefizovaci etalon, 2b nastavévaci etalon.
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V kopirovacim rimu 1, opatieném.gumo-
vou pfitlaénou plenou 2, zakladacimi koliky
3 a pritlaénym sklem 4, se pomoci nadérova-
nych otvorli. nasadi nejprve vlastni citlivy
materiél 5 (planfﬂm, fotopapir), pak pro zé-
. kladni expozici maska sestaveni nalepenim
jednotlivych planZet 6 na nosny dérovany
film' 7. PlanZety jsou vyrobeny z pruzného
ocelového, bronzového nebo obdobného ma-
terialu tloustky asi 0,3 aZ 0,6 mm, a to béz-
nym strojnim obrébénim, lisovanim nebo vy-
razenim podle poZadovaného tvaru a umisténi
pruchozich otvord 8. Jednotliva pole etalonu
se exponuji v fadach bud samostatnymi nebo
soudtovymi expozicemi. Vyménou masek lze
vlastni mérici plodky etalonu doplnit o dalsf,
zpravidla kontrastng exponované znaky, iden-
tifikaéni, grafické a jiné udaje. Tyto dalsi
masky rozmé&rové navazuji na zdkladné sesta-
venou expoziéni masku s planzetami, coZ lze
zajistit prekopirovanim zakladni masky na

_ pozitiv, ktery pak'slouii jako monta¥ni sche-
. ma pro dalsi znaky a tdaje.

Priklad takto Zpracovanych etalonli je uve-
den v obr. 2 — .
a) forma vicestupiiového setizovaciho etalonu
ke kontrole a sefizeni charakteristiky v ce-
1ém rozsahu denzitometru, '

‘b) forma dvoustupiiového nastavovaciho eta-

lonu k dennfmu provozmmu nastavem den-

zitometru pited méfenim.

Spodni volna ¢4st etalonu je uréena k zapisu
cejchovnich hodnot optickych hustot.

Podle moZnosti a pfesnosti pouZité obrabéci
techniky lze expoziéni masku vytvorit téz
z jednoho kusu, otvory mohou byt i kompli-
kovanéjsitho tvaru podle poZadovaného typu
etalonu. V provozu mé takto vytvofena maska
neomezenou ¥%ivotnost, dal§i expoziéni masky
na filmovém materidlu je tfeba obnovovat
ptipadné obméfovat z duplikatnich pozitivi.

PREDMET VYNALEZU

Zafizeni k fotografickému zpracovani eta-
lond Sedi pomoci diléich expoziénich masek,
orientovanych - systémem dér na zakladaci
koliky pneumatického kontaktniho rému, vy-
znadujici se tim, Ze dil¢i expoziéni maska pro

1

]ednothvé hustotni pole etalonu je vytvoiena
z tenkych planzet (6) s prixchozimi otvory (8),

umisténych mezi svétlocitlivou vrstvou foto-

grafického materidlu (5) a pritlaénym sklem
(4) pneumatického kopirovactho ramu (1).

2 vykresy
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